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摘要(译)

提供了一种使用焦耳加热形成有机层的沉积装置和使用该沉积装置制造
电致发光显示装置的装置，该沉积装置包括清洁装置，有机物涂覆装
置，电场施加装置和加载锁定室。清洁装置清洁供体基质。有机物涂覆
装置在供体基底上涂覆有机物质。电场施加装置允许有机物质转移到元
件基板上。这里，通过向其上形成有有机物的供体基板施加电场而产生
的焦耳加热来加热有机物质。负载锁定室将施主衬底装载到电场施加装
置中或从电场施加装置执行施主衬底。因此，本发明在制造大规模元件
方面是有利的，并且可以提高处理速度并降低设备成本。
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